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Implantat. 

Foreliggande uppfmning avser ett implantat avsett fbr applicering i halupptagning i kakben. 
5 Implantatet mnefattar och/eller ar relationsstallt till en med kakbenets mjukvSvnad eller 
btndevavnad samverkbar ytteryta som ar applicerbar vid hfilupptagningens mynnlng. 

Implantat i dentala sammanhang ar v3l fiJrut kanda, Implantatet appliceras i halupptagning 
som kan utgoras av forgangat eller ogangat hal. I det sistnamnda failet kan implantatet vara 

10 forsedd med egen ganga och vara av s.k. sjalvgangande typ. Det ar forut kant att anordna 
implantatet med yta vid sina yttre eller ovre delar som blir belagna vid halupptagningens 
mynning i implantatets installerade lage, Det ar aven forut kant att fSrse eller anordna 
implantaten med distanser (abutments) fdr infastning av protetik som implantatet skall Mra 
upp. Sadana distanser kan vara monterbara pa implantatet eller tillverkade i samma stycke 

1 5 som implantatet. Det Mr aven forut kant att for olika Sndamal ft>rse implantatets yta med 
gangor och urtagningar av olika slag, tex. mikrog£ngor ? och det kan dSrvid hSnvisas bLa. till 
US 5 588 838 och US 6 547 564 Bl, WO 03/015654 Al, US 2003/0104338 Al, WO 
01/49199 A2, och WO 01/50972 A2. Det hSnvisas aven till de av samma sokanden 
inlamnade patentansokningarna och erhallna patenten avseende porosa skikt pa implantat, 

20 tex. porosa skikt som pa den allmanna marknaden gar under varumarket TiUnite®. 

I hithorande sammanhang foreligger for att fullgott installationsresultat skall kunna uppnas 
tva huvudproblem som maste losas. Implantatet maste a ena sidan tillmotesga kravet pa att en 
framtradande mjukvavnadsintegration skall kunna uppkomma mellan den omnamnda ytan 
'\\25 och mjukvavnad/bindvavnad. A andra sidan maste integrationen kunna bli fortvarig sa att 
i stora delar av anslutningsytor och implantatets ovre partier inte efter en tid blottas genom 
benresorption, vilket inte kan accepteras av bLa. estetiska skSL Uppfinningen avser att I5sa 

r * * 

bl.a. denna problematik. Det ar aven angelaget att de medel och atgarder som skall iftrhindra 
" att n£mnda nackdelar uppkommer inte skall komplicera implantatets uppbyggnad och 
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Det kan harvid hanvisas till att det genom uppftnningen foreslagna bryter mot fdrdomar inom 
det dentala omradet. Sa t.ex. har man hitintills fdreslagit att ytan ifraga skall underkastas 
noggrann bearbetning och/eller polering for att man skall fdrhindra angrepp fran och halla 
rent mot bakterier och organismer. Denna bearbetning och/eller polering kan i sig motverka 
5 integrationsresultatet. Att forse ytan ifraga med t.ex. mikrogangor medfor att en inkdrsport 
till bakterieangrepp och bakterienedtrangning till implantatets i kakbenet befintliga djupare 
delar kan skapas, vilket gerupphov till risker for ifragavarande benresorption. 

Det som huvudsakiigen kan anses vara kannetecknande for ett implantat enligt uppfmntngen 
1 0 ar att den inledningsvis omnamnda ytan 3r utford eller belagd med ett eller flera porosa ytter- 
skikt anordnat respektive anordnade att dels beframja integration mellan ytan och mjukvav- 
naden, dels motverka ansamling av inflammationsbeframjande organismer eller bakterier for 
att astadkomma fortvarigt vasentligt bibehallande av integrationen. 

1 5 I vidareutvecklingar av uppfinningstanken fdreslas att skikt med porer med diametrar om ca 
1 urn (mikrometer) eller mindre skall utnyttjas. Sa t.ex. kan porer med diametrar om ca 0,5 
urn utnyttjas. Namnda utfbringsformer innefattar aven att det porosa skiktet pi ytan skall 
uppvisa en tjocklek om hogst 5 urn, t.ex. en tjocklek om ca 3 um. Den forsta ytans skikt kan 
aven relationsstallas till en porositet som eventuellt foreligger pa implantatet i ovrigt. Saledes 
20 kan den forsta ytans porositet vara forminskad i fbrhallande till den pa implantatet i ovrigt 
utnyttjade porositeten och valjas t.ex. inom omradet 30-40 % av densamma. I ytterligare 
utforingsexempel utnyttjas en fdrstorad area pa implantatets namnda yta uppbarande del. Den 
fdrsta ytan kan vara belSgen helt eller delvis pa implantatet och helt eller delvis pa en pa 
implantatet eventuellt applicerad del, som kan utgoras av en pabyggnadsdel, distanshylsa, 
: 25 etc. Efter det att implantatet och dess mjukvavnadsdel integrerat skall en kvarstaende 
: integration mellan den forsta ytan och mjukvavnaden eller bindvavnaden fdreligga som 
undviker exponering av underliggande implantatyta och mojliggdr optimal estetik. Man har 
tidigare visat i experiment att en hqjdstrackning av mjukvavnaden ovan benkanten bor vara 
^ : 1,2-2,0 mm, fdretradesvis 1,5-1,8 mm Ytterligare vidareutvecklingar av uppfinningstanken 
30 framgar av de efterfdljande underkraven. 
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Genom det i ovanstaende foreslagna banas ny vag i anslutning till uppbyggnad och anvSnd- 
ning av implantat i dentala sammanhang. Uppfinningen bryter mot fordomar med avseende 
pa nodvandigheten att en hog grad av ytslathet maste fdreligga och utnyttjar tvart om medel i 
form av en mindre porositet for att befrSmja framtradande integration me Han ytan och 
5 mjukvavnaden aven i det langa eller fortvariga loppet. I fallet dar implantatet i ovrigt 
utnyttjar ytor med porositet for att forbattra fdrankringen och t.ex. astadkomma magasin for 
medel av bentillvaxtstimulerande medel m.nru vid implantatets nedanfor ytan befintliga delar, 
kan den tekniska framstSllningen goras forhallandevis enkel genom att man anvander olika 
blastrings- och/eller etsningsgrader vid implantatets olika partier som skall ha olika grovlekar 

1 0 pa porositeterna. Den forut kanda porositeten som utnyttjas fdr benangransande ytor hos 
implantat som marknadsfors under namnet TiUnite® kan s&ledes fortfarande anvSndas och 
betecknas har som en grovre porositet. For att astadkomma den nya for den aktuella ytan 
specifika porositeten utnyttjas en pa motsvarande satt som den kanda porositeten 
astadkommen porositet som har betecknas TiUnite® Soft, vilken har en porositetsgrad som i 

15 ett fbredraget utfbringsexempel av den grovre porositeten. Genom att reglera spanning, 
strom, tid och elektrolytsammansattning vid oxideringsprocessen kan man styra ytans 
porositet och struktur for att pa sa satt erhalla en optimal mjukvavnadsintegration. Hela eller 
delar av namnda yta kan belaggas med skikt av den lagre porositetsgraden. Uppfinningen 
fungerar aven for fall dar implantatet i ovrigt, bortsett fran heia eller delar av namnda yta, 

20 saknar porositet. 

En fBr narvarande foreslagen utforingsform av ett implantat enligt uppfinningen skall beskri- 
vas i nedanstaende under samtidig hanvisning till bifogade ritningar dar 

*- : 25 figur 1 i vertikalsnitt visar ett implantat applicerad i halupptagning i ett kakben med 

i mjukvavnad elier bindvavnad, 
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: / £ i figur 2 i dels vertikalsnitt, dels horisontalvy visar en forsta porositet applicerad pa en 

55 V forsta yta pa implantatet enligt figuren i, 
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figur 3 i vertikalsnitt och horisontalvy visar porositet pa en eller flera andra ytor pit 
implantatet, 

figur 4 i forstoring visar delar av implantatet enligt figuren I, 

figur 5 i horisontalvy visar ett konstruktivt exempel pk den forsta ytans porositet i 
2000 gangers forstoring, och 

figur 6 i vertikalsnitt visar ett andra utfSrande av implantatet applicerat i en hal- 
upptagning i ett kakben med mjuk- eller bindvavnad. 

I figuren 1 Sr ett kakbensavsnitt principiellt angivet med 1. Ovanfor sjalva kakbenet 3 finns 
en mjukvavnads- eHer bindvavnadsdel 2. I kakbenet Sr applicerat ett implantat 4 som ar 
anordnat i en halupptagning 5 i kakbenet. Implantatet ar ffcrsett med ovre delar 6 som ar 
anordnade vid halupptagningens mynning 5a. Implantatet ar i foreliggande fall fSrsett med en 
yta eller ytor 7, samt en eller flera gangor 7a medelst vilka implantatet ar iskruvbart i 
halupptagningen 5. Namnda ovre delar 6 kan inga i eller utgora infastning f*>r en symboliskt 
angiven protetik 8. Namnda ovre delar 6 uppvisar en yta 9, vilken helt eller delvis ar forsedd 
eller anordnad med en porositet 10 som i foreliggande fall ar principiellt angiven. I det fall 
ytan 9 delvis ar anordnad med porositet stracker sig denna foretradesvis over vasentliga delar 
av ytan. Porositeten kan darvid anordnas i band eller oar runt och/eller ISngs ytan som darvid 
stracker sig perifert I figuren 1 ar en hojdstrackning tor samverkningsdelarna for vavnaden 2 
och ytan 9 angiven med H. Samverkningsdelarna ar principiellt angivna med IL Namnda 
hojd H ar i foreliggande fall 1,5-1,8 mm. Genom bevarandet av samverkningsytans 11 hojd 
H forhindras epiteinedvSxt och att implantatets ovre delar 13 blottlSgges. Implantatet 4 kan 
vara av det slag som utover porositeten 10 pa ytan 9 aven innefattar en eller flera andra 
porositeter 4a vid sina namnda yta 9 underliggande delar. Respektive andra porositet ar 
anordningsbar pa i och for sig kant satt med i och f8r sig kant syfte. 



I figuren 2 ar ett vertikalsnitt av porositeten 10 angivet med 14 och ett horisontalsnitt av 
porositeten 10 angivet med 15. I enlighet med uppfinningens ide skali porositetens djup D 
valjas med ett v3rde om 5 urn eller mindre, t.ex. 3 urn. Medeldiametern d for porerna skall 
valjas 1 um eller mindre, t.ex. 0,5 um. 

Figuren 3 visar med 16 ett vertikalsnitt av porositeten 4a och med 17 ett horisontalsnitt av 
porositeten 7. Porositeten 4a ar en grdvre porositet i forhallande till porositeten 10. Det kan 
darvid hanvisas till implantat av de pa oppna marknaden av sokanden till innevarande patent- 
ansokning fdrsalda implantatet TiUnite®. Djupet D' kan i fdreliggande fall vara 10 um eller 
hogre. Medelvardet pa diametern d' kan i detta fall vara 2 um eller hbgre. 

I figuren 4 ar uppbyggnaden pa en utforingsform av implantatet 4 principiellt visat. Implan- 
tatets 6vre delar 6 kan anses innefatta en overdel 6a och en underdel 6b. Denna implantat- 
uppbyggnad kan tillmOtesga en viss instailationsteknik dar man Snskar kunna avlagsna en del 
av implantatet under pagaende installation och inlakning. Delen 6a ar darvid pa- och avtag- 
ningsbart anordnad till delen 6b. Denna pa- och avtagning kan goras pa i och for sig kant salt 
och skall darfdr inte beskrivas narmare har. I enlighet med fdreliggande uppfinning ar det 
vasentligt att delen 6b kvarblir i sitt fran borjan installerade lSge och inte rubbas under den 
fortsatta installationen och inlakningen. I enlighet med uppfinningen kan saledes samverk- 
ningsytorna 1 1 fdrbli opaverkade under hela installationen. Detta garanterar att en initiait 
erhallen hog integrationsgrad mellan mjukvavnaden eller bindevavnaden 2 kan fdreligga. 
VSrden pa hojdavstanden H respektive h kan pa sa satt bibehallas och namnda blottlaggande 
fdrhindras. I figuren 4 visas principiellt en mindre ansamling av bakterier och/eller organis- 
mer med 18. Det inses att namnda bakterier och/eller organismer ar latt avlagsningsbara fran 
det aktuella utrymmet 19 om ytan 6a ar slat och latt rengoringsbar. Samverkningsytoma 1 1 
utgor en effektiv barriar mot nedtrangning av bakterier och organismer till implantatets 
underliggande delar. Utrymmet fSr eventuell ansamling ar angivet med 19. 

Figuren 5 avser att visa exempei pa en medelst anodisk oxidation astadkommen porositet 
avsedd att anordnas pa ytan 9 enligt figuren 1. Betraffande pordiametrar och pordjup 



hSnvisas till figuren 2. Figuren visar en forstoringsgrad om 2000 och i figuren 1 ar storleken 
pa en stracka om 10 jam an given. 



I figuren 6 ar med 10' angiven en yta som ar forlangd i fbrhallande till ytan 10 enligt figuren 
1. Implantatets langd ar i detta fall visad med L och ytans langd med L Ytans 10' langd 
sammanfaller vasentligt i fBreliggande fall med mjukvavnadens 2 tjocklek men kan alterna- 
tivt variera nagot. I fSreliggande fall ar samverkningsytorna 1 1 forlSngda, medforande att 
deras hojd H' vasentligen overstiger h5jden H i utf&ringsexempiet enligt figuren 1 . I enlighet 
med utfSringsexemplet ar ytans ISngd 1 atminstone 1/3 av implantatets totala lSngd L. 

Uppfinningen ar inte begransad till den i ovanstaende sasom exempel visade utforingsformen 
utan kan underkastas modifikationer inom ramen for efterfoljande patentkrav och uppfin- 
ningstanken. 
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PATENTKRAV 

1 . Implantat (4) avsett for applicering i Mlupptagning (5) i kakben (1) och innefattande 
och/eller relationsstallt till en med kakbenets mjukvavnad (bindvavnad) satnverkbar ytteryta 
(9) som Sr applicerbar vid halupptagningens mynning (6), kannetecknat darav, att 
ytan helt eller delvis. ar utford eller belagd med ett eller flera porosa ytterskikt (10) anordnat 
respektive anordnade att dels beframja integration mellan ytan och mjukvavnaden, dels mot- 
verka nedtrangning av inflammationsbefrSmjande organismer eller bakterier for fortvarigt 
vasentligt bibehallande av integrationen. 

2. Implantat enligt patentkravet 1, kannetecknat darav, att det pordsa skiktet (10) 
ar anordnat med porer med medeldiametrar (d) om ca 1 urn eller mindre. 

3. Implantat enligt patentkravet 1 eller 2, kannetecknat darav, att det por5sa skik- 
15 tet (1 0) uppvisar en tjocklek (D) om hogst 5 pm, t.ex. en tjocklek om 3 pm. 

4. Implantat enligt patentkravet 1, 2 eller 3, kannetecknat darav, att ut5ver 
namnda yta (9), har kallad fdrsta yta, som implantatet uppbar och/eller ar relationsstalld till, 
implantatet uppvisar en eller flera andra ytor som ar fdrsedda med porositet (7) grovre an den 

20 forsta ytans porositet, och att den forsta ytans porositet ar forminskad i forhallande till den 
grovre porositeten och ar vald inom omrarfet 30-40 % av densamma. 

5. Implantat enligt nagot av fdregaende patentkrav, kannetecknat darav, att den 
fbrsta ytan (9) uppvisar en framtradande stor area pa en ovre implantatdel som Sr upp till 1/3 

- ^5 av implantatets totala Iangd. 
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6. Implantat enligt nagot av foregaende patentkrav, kannetecknat darav, att den 
forsta ytan (9) helt eller delvis ar belagen pa en till implantatet applicerbar eller i ett stycke 
med implantatet tillverkad del, t.ex. en pabyggnadsdel (6a), distanshylsa, etc. 
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7. Implantat enligt nagot av ft>reg&ende patentkrav, kannetecknat darav, att 
implantatet ar s& anordningsbart i benvMvnaden att hdjdstrackningen av mjukvavnaden ovan 
benkanten ar 1,2-2,0 mm, foretradesvis 1,5-1,8 mm, for att en kvarstaende integration m el Ian 
den forsta ytan (9) och mjukvavnaden (2) skall foreligga och exponering av underliggande 
implantathylsa undvikas. 

8. Implantat enligt nagot av foregaende patentkrav, kannetecknat d&rav, att det 
vid sitt 6vre/yttre parti uppbar och/eller samverkar med inre och yttre delar (6a, 6b) dSr den 
inre delen (6b) uppbar den forsta ytan (9) med det eller de porosa skikten (10) och den yttre 
delen (6a) ar anordnad temporart avlagsningsbar under implantatinstaliationen. 

9. Implantat enligt nagot av foregaende patentkrav, kannetecknat darav, att den 
forsta ytans (9) porosa skikt (10) ar baserat pa anodisk oxidation. 

1 0. Implantat enligt nagot av foregaende patentkrav, kannetecknat d&rav, att det 
medelst det porosa skiktet pa den ftJrsta ytan (9) medverkar till endast begransad yttre ben- 
eller vavnadsresorption (12) vid halupptagningens mynning (5a). 



SAMMANDRAG 



Ett irnplantat (4) ar avsett for applicering i Mlupptagning (5) i ett kakben (1). Implantatet 
innefattar en med kakbenets mjukvavnad eller bindvavnad (2) samverkbar ytteryta (9) som ar 
applicerbar vid haiupptagningens mynning (6). Ytan (9) ar anordnad med ett eller flera 
porosa ytterskikt (10) som ar anordnat respektive anordnade att beframja integration mellan 
ytan och mjukvavnaden (2) samt motverka nedtrangning av inflammationsbeframj ande 
organismer eller bakterier. Genom anordningen bibeh&lles fortvarig vasentlig integration 
mellan ytan och vftvnaden- Tidigare tillverkningsmetoder for implantatet kan bibehallas med 
endast smarre justeringar. 
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